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１．概要（Summary） 

高分子材料の表面に原子状酸素 (Atomic Oxygen: 

AO) を照射すると、ナノおよびマイクロスケールの突起構

造が形成されることが分かっている。我々は、AO ビーム

を用いた高分子材料の表面処理技術の開拓に向け、AO 

照射による微視的突起構造形成メカニズムの理解を目指

している。今回、AO 照射した高分子フィルムの表面形状

を理解するため、電界放出形走査電子顕微鏡  (FE-

SEM) 観察を実施した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電界放出形走査電子顕微鏡 (S4800) 

 

【実験方法】 

AO 照射 (神戸大にて実施、照射量: 7.9×1018 – 1.3

×1019 atoms/cm2) した高分子フィルムについて、導電

性処理 (Au 蒸着、JAXA にて実施) を施した後、FE-

SEM 観察を実施した。高分子フィルムとしては、ポリエチ

レン (PE)、ポリプロピレン (PP)、ポリスチレン (PS)、ポリ

メタクリル酸メチル (PMMA)、ポリイミド (PI) の市販フィ

ルムを用いた。観察条件は加速電圧: 5 kV、観察角度: 0 

deg とした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

AO 照射高分子フィルム表面の  FE-SEM 像を 

Fig.1 に示す。結果として、PE、PP、PS、PMMA、PI 

の化学構造の差異は、AO 照射で生じる微視的突起構

造の数密度に影響を与えることが分かった。PS や PI 

に形成される突起構造の数密度は、他の材料に比べて

明らかに高く、「高分子の化学構造」が突起構造の数密度

を決定づける因子であることが示唆された。これらの高分

子の化学構造の差異は、表面での AO の散乱挙動や 

AO の浸入深さに影響を与えることが想定される。今後そ

れらを定量することで、「高分子の化学構造」が突起構造

の数密度に影響を与える要因を明らかにする。 

 

 

Fiｇ. 1 FE-SEM images of AO irradiated (a) PE, (b) 

PP, (c) PS, (d) PMMA, and (e) PI. The AO fluences 

were (a) 1.3×1019, (b) 1.3×1019, (c) 7.9×1018 (d) 

1.2×1019, (e) 1.2×1019 atoms/cm2, respectively. 
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